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v PRINTER SETTINGS MFISTER MDDEL S. CLI-'-'-ISSIC MEIDEL /

iy brePRINT
_DRUCKEREINSTELLUNGEN MFISTEF\' MCII:IEL S. CLFISSIC MDDEL

‘ ‘ThIS information serves asa gmdellne Please make adjustments |f necessary

50 Micron

Diese Angaben dlenen als Rlchtwert Bei Bedarf bltte Anpassungen vornehmen

Asiga UV Max 385 100 Micron i Curing Settings
Layer Exposure (s) 0,91 v : ’1‘,1 3
Base Exposure (s) 8,9 8,9
: 30 min Denta Model (Modified)

Light Intensity mw/cm ? 116 11,6
UV Dose mws/cm 2 10,60 13,1
Phrozen Sonic Mini 4K 50 Micron 100 Micron Curing Settings
Layer Exposure (s) 5,5 5,5

30 min Manual
Base Exposure (s) 40 40
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_DRUCKEREINSTELLUNGEN MFlSTER MDDEL & CLFISSIC MDDEL

‘ ‘ThIS information serves asa gmdellne Please make adjustments |f necessary

Diese Angaben dlenen als Rlchtwert Bei Bedarf bltte Anpassungen vornehmen
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Anycubic Photon . L Sore G ' :
Mono 4K 50 Micron : 1°° Micron . , | Curing Settings
Layer Exposure (s) 32 -

) 30 min Manual
Base Exposure (s) 25 -
Ackuretta SOL 70 Micron 100 Micron Curing Settings
Layer Exposure (s) 3 33

10 min Curo Model / Nextdent Model 2.0

Base Exposure (s) 19,8 19,8
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PRINTER SETTINGS I:lENTFIL I‘_'FIST breupR.N.,.
_DRUCKEREINSTELLUNGEN DENTFIL CFIST
‘ThIS information serves asa guldellne Please make adjustments |f necessary
Diese Angaben dlenen als Rlchtwert Bei Bedarf bltte Anpassungen vornehmen
Asiga UV Max 385 50 Micron 100 Micron i Curing Settings
Layer Exposure (s) 2,1 v : ’3,2
Base Exposure (s) 8,8 88
~ 30 min Nextdent Cast V2.2
Light Intensity mw/cm ? 5 5
UV Dose mws/cm ? 105" ¢ 10,5
Phrozen Sonic Mini 4K 50 Micron 100 Micron Curing Settings
Layer Exposure (s) 6 9
30 min Manual
Base Exposure (s) 40 40
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_DRUCKEREINSTELLUNGEN DENTFIL CFIST
‘ThIS information serves asa gmdellne Please make adjustments |f necessary
Diese Angaben dlenen als Rlchtwert Bei Bedarf bltte Anpassungen vornehmen
Anycubic Photon G e
Ml:a‘:: 4:: o 50 Micron . 100 Microh o Curipg : Settings
Layer Exposure(s) | : 3 S  -
: : 30 min Manual
Base Exposure (s) ety : :
Ackuretta SOL 70 Micron 100 Micron Curing Settings
Layer Exposure (s) 2.4 _
10 min Optiprint Cast / Whipmix-Vericast OS
Base Exposure (s) 11,2 :




